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ⅠⅠ ２０１１年３月期第２四半期累計期間 決算概要２０１１年３月期第２四半期累計期間 決算概要

（注）YY/MはYY年M月期を表しています。
（e）は、前回予想（2010年7月公表値）
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２０１１年３月期第２四半期累計期間（ハイライト）

当期実績
前年同期比 前回予想比

（億円）

売 上 高 ３,３５３

当期実績
増減額

＋５３６ ＋１２３

増減額

前年同期比 前回予想比

増減率 増減率

＋１９％ ＋４％

営業利益

経常利益

１３８

１４３

＋２１４

＋２１３ ＋５１

＋４８ー

＋５６％

＋５３％

経常利益

当期利益

１４３

９８

＋２１３

＋１５１

＋５１

＋３６

ー

ー

＋５６％

＋５８％

一株利益 ７１円１１銭 ＋１０９円６９銭

一株配当 １０円００銭 ＋５円００銭 ±００円００銭

＋２６円０３銭

一株配当 １０円００銭 ＋５円００銭 ±００円００銭

前 予想（ 年 表値）

ＦＣＦ ＋８７ ＋１５２ ＋３９
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＊前回予想（２０１０年７月公表値）



前 想 算

２０１１年３月期第２四半期累計期間（偏差説明）

対前回予想値（２０１０年７月１Ｑ決算発表時）比較

売上高 （ ３,２３０億円 → ３,３５３億円 ＋１２３億円 ）

科学・医用システム：医用分析装置の出荷前倒し等により３６億円増加

産業・ＩＴシステム：米国向け携帯電話の売上増等により５６億円増加

先端産業部材：自動車部品の需要増等により２９億円増加

営業利益 （ ９０億円 １３８億円 ＋４８億円 ）営業利益 （ ９０億円 → １３８億円 ＋４８億円 ）

電子デバイスシステム：半導体後工程装置の売上増および操業度改善等により２２億円増加

科学・医用システム：医用分析装置の出荷増等により１５億円増加科学・医用システム：医用分析装置の出荷増等により１５億円増加
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経営成績（セグメント別売上高）

（億円） 前年同期比

売上高

4,000

3,230 電子デバイスシステム＋１０５％

＋１９％

3,353

480
3,230

465

170 科学・医用システム

電子デバイスシステム＋１０５％

＋６３％2,817

107

ファインテックシステム

545

＋７％
234

480

175

581

2,000
535

産業・ITシステム＋１％
584

545
542

591

1,550
先端産業部材＋１４％

1,392

1,579

0

09/9 10/9(e) 10/9
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/ / ( ) /

（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。



経営成績（セグメント別営業利益）

営業利益

前年同期比（億円） ＋214億円

電子デバイスシステム

ー％

90
ー％

１50

55

138

（＋１６２億円）

△76 33

3

＋２３％ 科学・医用システム

ファインテックシステムー％

4649

6

61

（＋１６２億円）

（＋３９億円）

産業・ＩＴシステム

6

△33

15
3

＋２３％

△２８％

科学 医用システム

90 16
4

△107

＋８２％ 先端産業部材

-１50

09/9 10/9(e) 10/9
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（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。



財政状態（貸借対照表〔要約〕）

流動資産 ３,３２８ ＋８０ 流動負債 １,５５６ △２

２０１０年９月末 （億円）
１０/３末比１０/３末比

, ,

現預金、関係会社預け金 ９２１ △９７ 支払手形及び買掛金 １,０９８ △２

受取手形及び売掛金 １,４５９ ＋１４ その他 ４５７ ＋０

たな卸資産 ７１０ ＋１３８ 固定負債 ２６９ ＋１０

その他 ２３８ ＋２５ 退職給付引当金 ２５９ ＋６

固定資産 ８５６ △７ その他 １０ ＋４

有形固定資産 ５５７ △２ 純資産 ２,３５９ ＋６５

無形固定資産 ６１ ＋１２ 株主資本 ２,３７７ ＋８４

投資その他の資産 ２３７ △１７ 評価・換算差額等 △１９ △１７

少数株主持分 １ △２

資産合計 ４,１８４ ＋７３ 負債及び純資産合計 ４,１８４ ＋７３
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財政状態（キャッシュ・フロー計算書〔要約〕）

営業活動による
キャッシュ・フロー ＋２

財務活動による
キャッシュ・フロー △１６

（億円） １０/１Ｈ １０/１Ｈ

キャッシュ フロ キャッシュ フロ

税引前利益 ＋１３７ 配当金の支払 △１４

減価償却費 ＋４１ その他 △２減価償却費 ＋４１ そ 他 △２

運転資金 △１５４ 換算差額 △１９

法人税等支払・還付額 △１９法人税等支払・還付額 △１９

その他 △３

投資活動による投資活動による
キャッシュ・フロー ＋８４

有価証券の取得・売却 ＋０ 現金及び現金同等物

１０/１Ｈ

固定資産取得・売却 △２７

その他 ＋１１１

期首残高 ＋９０２

増減額 ＋５２
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フリー・キャッシュ・フロー ＋８７ 期末残高 ＋９５４



ⅡⅡ ２０１１年３月期 業績予想概要２０１１年３月期 業績予想概要

（注）YY/MはYY年M月期を表しています。
（e）は、前回予想（2010年7月公表値）
（e1）は、今回予想（2010年10月公表値）
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２０１１年３月期業績予想（ハイライト）①

（億円）

当年度予想
増減額

前回予想比

増減率

（億円）

増減額

前年同期比

増減率

売 上 高 ６,８００

営業利益 ２５５

＋１００

＋５３

＋１％

＋２６％

＋６３１

＋２７１

＋１０％

ー

経常利益

当期利益

２６０

１７０

＋５５

＋４４

＋２７％

＋３５％

＋２６５

＋１９８

ー

ー当期利益 １７０ ＋４４

一株利益 １２３円６０銭 ＋１４４円１５銭

株配当 ２０円００銭 ＋５円００銭 ±００円００銭

＋３１円９９銭

＋３５％＋１９８

一株配当 ２０円００銭 ＋５円００銭 ±００円００銭

ＲＯＥ ７.２％ ＋８.４％ ー

ＦＩＶ ＋３９ ＋１６１ ー

ＦＣＦ ＋１２５ △１６ ＋７７
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（注）想定レート：１ＵＳＤ＝ ８７円

１ＥＵＲ＝１０８円

＊前回予想（２０１０年７月公表値）



２０１１年３月期業績予想（ハイライト）②

為替変動への対策

■想定レ トの推移

期初（２０１０/４） 前回（２０１０/７） 今回（２０１０/１０）

■想定レートの推移

＊
１Ｈ ２Ｈ １Ｈ ２Ｈ １Ｈ ２Ｈ

ＵＳＤ ８５.００ ８５.００ ９０.００ ８５.００ ８９.４０ ８７.００

＊

ＥＵＲ １２５.００ １２５.００ １１０.００ １２５.００ １１４.２０ １０８.００

■為替変動への対策

＊１０/１Ｈは実績レート

・外貨建取引は成約時に先物為替予約によりヘッジ
→１０/２Ｈについては、上記想定レートにより為替リスクは概ね対策済

海外調達 生産を強化

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 12

・海外調達・生産を強化



２０１１年３月期業績予想（セグメント別売上高）

（億円） 前年同期比

売上高

8,000

6,700
電子デバイスシステム6 169

＋１０％

6,800

890

410

科学・医用システム

電子デバイスシステム＋７３％

＋３５％

6,169

303
ファインテックシステム

1 145
△７％

1 230

584

1,010

410

1,145

4,000
1,140 産業・ITシステム△６％

1,258

1,1451,230

1,180

（△２％） ( )補正予算影響を除く

3,180
先端産業部材＋９％

2,894
3,140

0

10/3 11/3(e) 11/3(e1)
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（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。



２０１１年３月期業績予想（セグメント別営業利益）

営業利益

前年同期比（億円） ＋271億円

電子デバイスシステム

ー％

△16 41

202 ー％

300

107

255

（＋２４８億円）△16 41
16

17 △２７％ 科学・医用システム

ファインテックシステムー％

115142

11

104

（＋２４８億円）

（＋７１億円）

22

△60

29

17 △２７％

△１８％

科学 医用システム

230 31
18

産業・ＩＴシステム

△141
＋３６％ 先端産業部材

-300

10/3 11/3(e) 11/3(e1)
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/ ( )

（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

/ ( )



２０１１年３月期業績予想（電子デバイスシステム）①

半導体デバイス・製造装置市場動向

半導体デバイス市場半導体デバイス市場

■モバイルＰＣやスマートフォンなどモバイル機器が好調のため、
１０年度半導体デバイス市場は回復(０９年度：２５１Ｂ＄１０年度：２９５Ｂ＄)
ＰＣは１０年度下期 時的な在庫調整が行われるが 新興国 企業向けがＰＣは１０年度下期一時的な在庫調整が行われるが、新興国・企業向けが
下支えし長期化せずボトムアウト

■１１年度もＮＡＮＤ、ＭＰＵ、ＡＳＳＰとも成長の見通し。ＤＲＡＭは価格低下により
販売高は今年度比△５ △７％の見込みだが ビット成長率は引き続き高く販売高は今年度比△５～△７％の見込みだが、ビット成長率は引き続き高く
ＤＲＡＭ増産は継続

半導体製造装 市場半導体製造装置市場

■１０年度上期に市場は急回復し、１０年度は対前年度比＋８７％の見通し
■１０年度後半～１１年度始めに一時的なディップの可能性あるが、年度後半 年度始 時的なディッ 可能性ある 、

長期化せず１１年度も１０年度と同等の市場規模を見込む
■最先端ＤＲＡＭ（３Ｘｎｍ）、ＮＡＮＤ（２Ｘｎｍ）、ロジック（２Ｘｎｍ）の量産移行への

投資が進み、先端メモリー、ファウンドリ中心に新規ファブ建設予定

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 15



２０１１年３月期業績予想（電子デバイスシステム）②

■微細化目的の変化

表 微細化が加速（ＮＡＮＤフラッシュ）

20112010 2012 2013 2014 2015

ＩＴＲＳ’０９

単位:nm

年
半導体デバイスの微細化動向について

・従来 高性能化＋低コスト化

・今後 低コスト化＋小型化

先端ＮＡＮＤ ロジック ＤＲＡＭで微細化加速

ＩＴＲＳ ０９
Ｆｌａｓｈ ｈｐ

2832 26 23 20 18

27～21 18～1632
先端Ｆｌａｓｈ
微細化計画

14～11

先端ＮＡＮＤ、ロジック、ＤＲＡＭで微細化加速

■次世代リソグラフィーの動向 工程 ＬＥＬＥ ＳＡＤＰ
通常 ダブルパターニング

ＩＴＲＳ： Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｒｏａｄｍａｐ ｆｏｒ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ

・本命はＥＵＶ（極遠紫外線）リソグラフィー

但し、実用化は遅延する見込み

・当面は光リソ＋ダブルパターニング（ＤＰ)

リソ

エッチ

デポ

(微細工程) (微細工程) (微細工程)

・当面は光リソ＋ダブルパターニング（ＤＰ)

ＤＰはパターンピッチ１/２化が可能

ＤＰプロセスの技術革新の可能性有

ッチ

リソ

エッチ

(ラフ工程)

■当社は次世代微細化へのソリューションを開発中

・ＤＰ用エッチング装置

ダブルパターニングは
• リソとエッチング工程が増加

図 ダブルパターニングの工程

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

ＤＰ用エッチング装置

・ＤＰ用チップ内合わせ誤差測定：ＣＤ-ＳＥＭ
（ＩＢＭとの共同研究成果）

• 加工工程増加に伴い計測評価項目増加

ＬＥＬＥ：Ｌｉｔｈｏ-Ｅｔｃｈ-Ｌｉｔｈｏ-Ｅｔｃｈ, ＳＡＤＰ：Ｓｅｌｆ-Ａｌｉｇｎ ＤＰ

16



２０１１年３月期業績予想（電子デバイスシステム）③

4 000

（億USD） （億円）

半導体製造装置市場 実装装置市場

前年同期比前年同期比
500 4,000

396
405

△7% ＋87% ＋2% △29% ＋95% ＋0%

前年同期比前年同期比

91 100

933 900

2,7002,688

非関連
分野

後工程

前回予想 前回予想

53

250 

933 900

2,000
213

1,380

分野

160

305 305

845

1,755 1,800

535 当社関連
前工程

0 

10/3 11/3(e1) 12/3(e1)

845

0

10/3 11/3（e1） 12/3(e1）
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（出所）Gartner(10年9月)および当社推測

前回予想はGartner(10年3月) および当社推測

（出所）日本ロボット工業会資料(10年7月）調査機関資料に基づき当社作成

前回予想は10年4月の10年3月期決算発表時の見通し



２０１１年３月期業績予想（電子デバイスシステム）④

受注高の推移

（億円） 10/3 637 △9% 11/3 1,097 ＋72% 前年同期比

400
/ % / ,

331

前年同期比

＋122%

35%

269 266

＋35%

＋58%

200

154

212
231

△43%

＋58%

前回予想（e）
144

126

154 前回予想（e）

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 18

0

09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q(e1) 10/4Q(e1)

（注）前年同期比は、０８年度露光装置を除いた数値となっております。



２０１１年３月期業績予想（電子デバイスシステム）⑤

今後の取り組み

１ 前工程・後工程装置：成長分野の取り込みと微細化への対応を促進し受注を確保１．前工程・後工程装置：成長分野の取り込みと微細化への対応を促進し受注を確保

２．チップマウンタ：新規顧客の開拓と現ユーザーのＣＳ向上による市場成長以上のシェアアップ

1,200 

主要製品群別売上高の推移 前工程装置 分野別売上高比率

前回予想比

＋１３％
（億円） ＤＲＡＭ ＮＡＮＤ Ｌｏｇｉｃ その他ＦｏｕｎｄｒｙＭＰＵ

11/3

10/3

264
＋９％

プロセス
製造装置890

1,010

（前回予想）

0% 50% 100%

11/3(e1)

386

427
204

243

600 
584

＋１１％ 評価装置

（注）前回予想は 10年4月の10年3月期決算発表時の見通し

260
320

242

386

後工程・
実装装置＋２３％

０９年度：市場全体が縮小するなか、ＭＰＵメーカー
からの売上確保、後半はファウンドリも好調

１０年度：ＭＰＵ、ファウンドリは引き続き堅調

（注）前回予想は、10年4月の10年3月期決算発表時の見通し
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138

0 

10/3 11/3(e) 11/3(e1)

年度 、ファウ リは引き続き堅調
ＤＲＡＭ、ＮＡＮＤメーカーの投資再開により
相対的に比率が上昇



２０１１年３月期業績予想（ファインテックシステム）①

ＦＰＤパネル・ＨＤの動向について

■ＦＰＤパネル
ＦＰＤパネルの動向 技術トレンド 当社の対応

・露光装置
　　ITOアライメント機能の追加
　　重ね合せ精度の向上

タッチパネル製品の増加 ・静電容量方式の増加で微細パターン化進展

高精細化の進展 ・フルＨＤ ⇒ 2ｋ4ｋ ⇒ 4ｋ8ｋ

・高開口率化（光配向/ＰＳＡ/ＣＯA)

・高速化（240Hz/480Hz駆動）

・実装装置
　　パネル補正機能の追加
　　新接合方式の導入

高精細化の進展 フルＨＤ　 　2ｋ4ｋ　 　4ｋ8ｋ

３Ｄ　ＴＶの本格普及

■ＨＤ ＨＤの技術動向

０９年 １２年 １３年 １４年 １５年１１年１０年

ＰＳＡ：Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ ＣＯＡ：ＣＦ ｏｎ Ａｒｒａｙ ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ

・大型マザーガラス対応ライン ・有機ＥＬ製造装置への新規参入有機ＥＬパネルの増加と大型化

技術 当社対応装置 対応技術０９年 １２年 １３年 １４年 １５年

4.0Gb/in22.0Gb/in2540Gb/in2 1.4Tb/in2１．0Tb/in2750Gb/in2360Gb/in2

１１年１０年

面記録密度

PMR(垂直磁化記録方式）

DTM

技術 当社対応装置 対応技術

DFH技術

SWR(瓦記録）技術 光学式メディア検査装置
（高密度化対応）

低浮上
光学検査技術

技術動向
DFH(低浮上方式)

SWR(瓦記録)
PMR(Perpendicular Magnetic Recording)

DTM(Discrete Track Media)

ヘッド関連検査装置 レーザー対応技術

光学式メディア検査装置
（高密度化対応）

低浮上

TAMR技術

BPM技術
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BPM

DFH(Dynamic Flying Height)

SWR(Shingled Write Recording)

TAMR(Thermal Assisted Magnetic Recording)

BPM(Bit Patterned Media)

TAMR(熱アシスト記録)
装

光学検査技術

インプリント装置 インプリント技術

BPM技術



２０１１年３月期業績予想（ファインテックシステム）②

200

液晶関連製造装置市場 ＨＤ関連製造装置市場（当社関連）

（億円）（億円）
前年同期比前年同期比

5,000 200

△43% ＋32% △3% △56% ＋174% △9%

3,800
3 700

前年同期比前年同期比

非関連

前回予想
,

3,700

2,887

2,062 

2,700 2,650
2,500 100

前回予想

非関連
分野

1 100 1 050

118
107

当社関連

△42%
＋33% △5%

825 
1,100 1,050 

0

10/3 11/3(e1) 12/3(e1)

41

0

10/3 11/3（e1） 12/3(e1）

当社関連
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（出所）当社推測（出所）ＳＥＡＪ（10年7月）日本製装置市場データに基づき当社にて推測

（注）前回予想は、10年4月の10年3月期決算発表時の見通し



２０１１年３月期業績予想（ファインテックシステム）③

受注高の推移

（億円）
10/3 262 △60% 11/3 379 ＋45% 前年同期比

200
10/3 262 △60% 11/3 379 ＋45% 前年同期比

＋4%

131＋89%

＋142%

前回予想（e）

100
79

106

97 95

46 56

△86%

31
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0

09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q(e1) 10/4Q(e1)



２０１１年３月期業績予想（ファインテックシステム）④

今後の取り組み

１．製品競争力の向上による業界トップの地位確保（液晶露光装置・ＨＤ検査装置）

２．新製品・新規事業開発の推進（有機ＥＬ製造装置）

３．市場変動に強い事業体制への転換（グローバル調達の加速）

500 

前回予想比

±０％

主要製品群別売上高の推移 カラーフィルタ用露光装置シェア（Ｇ８）

（億円）

303 ＦＰＤ関連

410 410
１０年度

上期

209

300 300250 

303
±０％

ＦＰＤ関連
製造装置 当社

８４％
（出所）当社推測

97 91
62 

14 19

209 

ＨＤ関連
製造装置その他

＋３６％
ＦＰＤ関連
商事品

△６％
・マスク補正機構による細線ＢＭ対応と
ＣＯＡ対応により１０/上のシ ア向上

・０９年度までの累計シェアは６８％

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 23

31

97 91

0 

10/3 11/3(e) 11/3(e1)

製造装置その他△６％ ＣＯＡ対応により１０/上のシェア向上

ＢＭ：Ｂｌａｃｋ Ｍａｔｒｉｘ



２０１１年３月期業績予想（科学・医用システム）①

今後の取り組み

１ 分析関連事業：成長市場(ＬｉＢ ＰＶ ＬＥＤ 製薬等)への積極的な拡販１．分析関連事業：成長市場(ＬｉＢ、ＰＶ、ＬＥＤ、製薬等)への積極的な拡販

２．バイオ・メディカル事業：国内外の有力メーカーとのＳＣＢの推進 *SCB：System Collaboration Business

バイオ・メディカル事業 売上高の推移

800

前回予想比

±０％788

740 バイオ製品

（億円）

450
442

405

前回予想比

±０％

分析関連事業 売上高の推移

（億円）

405 740

175
150 150

800 
740

±０％
バイオ製品
その他

278

450 
405 405 740

613

400 
±０％

生化学・
免疫分析

278

266 268

300 解析装置＋１％

613 590 590

164

139 137

150 
汎用分析
機器△１％
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0 
10/3 11/3(e) 11/3(e1)

0 
10/3 11/3(e) 11/3(e1)



２０１１年３月期業績予想（科学・医用システム）②

900

（億円）
前年同期比

解析装置市場の注力分野と今後の取り組み 解析装置市場

900 

720 710
750

△4% △1% ＋6%

前年同期比

■環境・新エネルギー(ＬiＢ・ＰＶ等)関連市場
優位化技術である観察試料酸化防止ホールダ
など新アプリケーション・アクセサリを活用した

145
40

（補正予算）

など新アプリケ ション アクセサリを活用した
提案営業の推進

■半導体デバイス関連市場

670
750

450 
超高分解能ＦＥ-ＳＥMおよびＳＴＥＭの拡販

■バイオ・食品・化学市場
イ ジ オペレ シ ンを実現した新型バイオ ＋12%575

（通常）

イージーオペレーションを実現した新型バイオ
分野向けＴＥＭの市場投入による拡販

■全般
△23%

＋17%
＋12%

0 

10/3 11/3(e1) 12/3(e1)

■全般
小中学校から民間企業の品質管理まで、新型
卓上顕微鏡による電子顕微鏡市場の裾野拡大
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（出所）当社推測



２０１１年３月期業績予想（商事部門）

今後の取り組み

１ 太陽電池関連事業の拡大１．太陽電池関連事業の拡大

２．アジアベルト地帯新興国での開発加速

4,000 1,500 

産業・ＩＴシステム 売上高の推移

（億円） 前回予想比前回予想比（億円）

先端産業部材 売上高の推移

＋４％ △１％
,

1 000 △３％ 工業材料

3,180
2,894

ＬｉＢ等
組立装置＋１％

車載用

1,140

1,258

272

88

109

1,180

110

3,140

2,000 

1,000 

△２％

△３％

光関連
部材

電

工業材料車載用
ＨＤＤ等

＋１４％ ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ

＋０％
1,216

1,346

430
491

272

330 331 1,304

422

500 

△８％

電子
デバイス・
材料計装品

その他△１％

＋１４％ ＩＴｿﾘ ｼｮﾝ

機能化学品
その他＋１７％

370

798 912

430

408 385

315

380

359

842

422
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0 

10/3 11/3(e) 11/3(e１)

0 

10/3 11/3(e) 11/3(e1)

その他＋１７％
510 489

408

572



ⅣⅣ 参考：データ集参考：データ集

（注）YY/MはYY年M月期を表しています。
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（億円）

四半期業績の推移

（億円）

０９年１Ｑ ０９年２Ｑ ０９年３Ｑ ０９年４Ｑ １０年１Ｑ １０年２Ｑ

売上高 １０５ １２９ １４１ ２０９ １６９ ３１１
電子デバイスシステム

売 高 １０５ １２９ １４１ ２０９ １６９ ３１１

営業利益 △４８ △５９ △２４ △１１ ７ ４８

ファインテックシステム
売上高 ５９ ４８ ５３ １４３ ６７ １０８

営業利益 △１４ △１９ △１０ △１７ △１ ７

売
上
高

/

営業利益 △１４ △１９ △１０ △１７ △１ ７

科学・医用システム
売上高 ２４２ ３０１ ２６６ ４２２ ２７５ ３０６

営業利益 ２１ ２８ ３２ ６１ ３０ ３１

売上高 ２７５ ３０９ ２８４ ３９１ ２９６ ２９５/

営
業
利
益

産業・ITシステム
売上高 ２７５ ３０９ ２８４ ３９１ ２９６ ２９５

営業利益 △３ ８ ０ １６ △３ ７

先端産業部材
売上高 ６６１ ７３０ ７３２ ７７１ ８０２ ７７７

営業利益 ７ ２ ７ ８ １１ ５益 営業利益 ７ ２ ７ ８ １１ ５

その他・消去又は全社
売上高 △１６ △２５ △２４ △３５ △２４ △２９

営業利益 △１ １ △１ △１ △１ △４

売上高 １ ３２５ １ ４９２ １ ４５１ １ ９０１ １ ５８５ １ ７６８
合計

売上高 １,３２５ １,４９２ １,４５１ １,９０１ １,５８５ １,７６８

営業利益 △３８ △３８ ４ ５６ ４３ ９５

経常利益 △３２ △３７ ８ ５７ ５０ ９３
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当期利益 △２０ △３３ △３ ２８ ３５ ６３



設備投資額・減価償却費・研究開発費/地域別売上高

０９／１Ｈ １０／１Ｈ
前年

同期比
１０／３ １１／３(e)

前年
同期比

（億円）■設備投資額・減価償却費・研究開発費

同期比 同期比

設 備 投 資 額 ５２ ４０ △２３％ ９４ １１４ ＋２１％

減 価 償 却 費 ４６ ４１ △１０％ ９６ ９６ ＋０％減 価 償 却 費 ４６ ４１ △１０％ ９６ ９６ ＋０％

研 究 開 発 費 ９４ １０３ ＋１０％ １９３ ２２４ ＋１６％

（注）設備投資額は取得ベースにて記載（注）設備投資額は取得ベ スにて記載

日本 北米 欧州
アジア

その他 計

（億円）■地域別売上高

日本 北米 欧州 その他 計
中国大陸

０９／１Ｈ
売 上 高 １,３２５ ３１５ ３５５ ７６６ ３４７ ５６ ２,８１７

構成比率 ４７.1％ １１.２％ １２.６％ ２７.２％ １２.３％ ２.０％ １００.０％

１０／１Ｈ
売 上 高 １,４７５ ２９５ ３５６ １,１７２ ５１７ ５５ ３,３５３
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１０／１Ｈ
構成比率 ４４.０％ ８.８％ １０.６％ ３４.９％ １５.４％ １.６％ １００.０％



主要製品群別売上高の状況

０９年１Ｑ ０９年２Ｑ ０９年３Ｑ ０９年４Ｑ １０年１Ｑ １０年２Ｑ

電子デバイスシステム １０５ １２９ １４１ ２０９ １６９ ３１１

プロセス製造装置 ６５ ３３ ５７ ４９ ３２ ７７

評価装置 ２３ ５５ ４９ １１５ ７９ １２５

（億円）

評価装置 ２３ ５５ ４９ １１５ ７９ １２５

後工程・実装装置 １７ ４０ ３５ ４５ ５８ １０９

ファインテックシステム ５９ ４８ ５３ １４３ ６７ １０８

ＦＰＤ関連製造装置 ５２ ４２ ４８ １３１ ５６ ７８

ＨＤ関連製造装置その他 ６ ６ ５ １２ １１ ３０

科学・医用システム ２４２ ３０１ ２６６ ４２２ ２７５ ３０６

汎用分析機器 ２９ ３９ ４０ ６６ ２７ ４４

解析装解析装置 ３１ ６７ ４６ １２４ ３６ ７９

生化学・免疫分析装置 １４４ １５２ １３７ １８０ １６２ １３９

バイオ製品その他 ３８ ４２ ４３ ５３ ４９ ４４

産業・ＩＴシステム ２７５ ３０９ ２８４ ３９１ ２９６ ２９５産業 ＩＴシステム

ＬｉＢ等組立装置 １５ １９ １６ ３８ ３５ ２１

車載用ＨＤＤ等 ６０ ６８ ６８ ７５ ７５ ８２

ＩＴソリューション １１４ １２３ １０６ １４８ １０３ ９９

計装品その他 ８５ ９９ ９４ １３０ ８３ ９３

先端産業部材 ６６１ ７３０ ７３２ ７７１ ８０２ ７７７

工業材料 ２７８ ２８７ ３２６ ３２５ ３３６ ３３９

光関連部材 ７０ ９３ １０５ １０２ ９９ ８１
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光関連部材 ７０ ９３ １０５ １０２ ９９ ８１

電子デバイス・材料 ２０９ ２０５ ２０３ １８１ ２３８ ２１９

機能化学品その他 １０４ １４５ ９８ １６２ １２９ １３８

（注）科学・医用システムの2009年度4Q売上高のうち、汎用分析機器66億円および
解析装置124億円は、項目間で修正を行い、2010年7月公表より5億円増減しております。



＜資料取り扱い上の注意＞
① 本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結であり、億円未満を四捨五入しています。
②YY/M（e）はYY年M月期予想を表しています。
③ 本プレゼンテーションで述べられている装置・機器等の市場情報については注記がある場合を除き、すべて世界市場です。
④ 本プレゼンテーションで述べられている将来の当社業績に関する予想は 現時点で知りうる情報をもとに策定されたものです 当社の参画する産業界はテクノロジーの変化が速く④ 本プレゼンテ ションで述べられている将来の当社業績に関する予想は、現時点で知りうる情報をもとに策定されたものです。当社の参画する産業界はテクノロジ の変化が速く、

競争の激しい産業です。また、世界経済、半導体市況、為替相場など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがいまして、今後、当社の業績が
本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。但し、大きな変動がある場合は、証券取引所の適時開示規則及び当社の自発的判断等に基づき、その都度
公表していく所存です。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で
なさるようにお願いいたします。
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お問合せ先
グ プ社長室 広報・IRグループ 部長代理 加藤 弘之

TEL：03-3504-5138 FAX：03-3504-5943
E-mail：kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com
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